Особенности новых модификаций методов определения параметров оптических покрытий в процессе их напыления
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Качество многослойных оптических покрытий существенно зависит от точности воспроизведения рассчитанных толщин слоев, а тем самым – от алгоритмов, определяющих момент окончания напыления очередного слоя. Свойства таких алгоритмов (известных как алгоритмы мониторинга напыления) существенно зависят от точности определения толщин уже напыленных слоев.

В настоящее время существует несколько видов алгоритмов, использующих данные, измеряемые после напыления каждого очередного слоя покрытия, для определения всех или некоторых толщин слоев (как, например, S- и T-алгоритмы). Существенным моментом при выборе алгоритмов является их экономичность, поскольку определение толщин должно проводиться непосредственно в процессе напыления.

В докладе анализируются свойства модифицированных версий наиболее популярных алгоритмов, обладающие существенными преимуществами в точности или быстродействии по сравнению с их известными версиями [1, 2, 3, 4].

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 16-11-10219).
Литература
1. A. V. Tikhonravov and M. K. Trubetskov. Modern design tools and a new paradigm in optical coating design. Applied Optics, 51:7319-7332, 2012.
2. T. V. Amotchkina, M. K. Trubetskov, V. Pervak, S. Schlichting, H. Ehlers, D. Ristau, and A. V. Tikhonravov. Comparison of algorithms used for optical characterization of multilayer optical coatings. Applied Optics, 50:3389-3395, 2011.
3. A. V. Tikhonravov and A. Gorokh. Modified sequential algorithm for the on-line characterization of optical coatings. Optics Express, 23(18):23561-23569, 2015.
4. A. V. Tikhonravov, M. K. Trubetskov, M. A. Kokarev, T. V. Amotchkina, E. Quesnel A. Duparre, D. Ristau, and S. Gunster. Effect of systematic errors in spectral photometric data on the accuracy of determination of optical parameters of dielectric thin films. Applied Optics, 41(13):2555-2560, 2002.

